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1. 研究背景 

酸化バナジウムはある温度で金属から絶縁体へ

と可逆的に転移する金属－絶縁体転移材料として

注目されている。また酸化バナジウムには酸化数

の異なる相が多数存在し、この酸化数によって転

移温度は大きく異なる 1)。これまでに我々は有機

バナジウム原料を用いることで、膜中に残留する

炭素による還元効果と熱処理雰囲気中の酸素分圧

制御の重畳効果が酸化バナジウムの酸化数におよ

ぼす影響について報告している 2)。有機バナジウ

ム原料を用いることで、V6O13やV2O5などの結晶

相を容易に作り分けることができる。このうち、

リチウムイオン電池の正極材料 3)として応用が考

えられているV6O13に注目した。 

本報告では、熱処理雰囲気中の酸素分圧制御と

膜中残留炭素による還元の重畳効果によって得ら

れた V6O13膜の結晶性や微細構造、そして電気特

性について報告する。 

 

2. 実験方法  

原料にはナフテン酸バナジウムを用いた。溶媒

として用いたトルエンで 0.6 mol/L に希釈したナ

フテン酸バナジウム溶液を石英基板上に4500 rpm

で 30 秒間スピンコートした後、ただちに大気中

300 ℃で 20分間の仮焼成を行った。スピンコート

と仮焼成の工程を 4回繰り返すことによりプリカ

ーサ膜を作製した。次に、プリカーサ膜を窒素ガ

スと酸素ガスの混合ガスにより調整された酸素分

圧のもと 2時間の焼成を行った。この際、酸素分

圧は 7×10 -4 atm、焼成温度は 500 ℃とした。以上

のスピンコートから焼成までの工程を計 2回繰り

返すことによりV6O13膜を得た。 

 

3. 実験結果 

 図 1 に得られた試料の XRD 回折パターンを示

す。V6O13の回折ピークが強く現れ、これらは(001), 

(002), (003)など(00n)からの回折ピークであること

がわかる。この他にもわずかではあるが V2O5 と

V4O9の回折ピークも見られる。これらの回折ピー

ク強度から回折強度比を算出すると、全ピーク強

度の和に対して V6O13のピーク強度の和が占める

割合は約 99％であった。すなわち、V6O13の(00n)

配向膜が得られていることがわかる。その他、微

細構造や電気特性などの詳細については当日に報

告する。    
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Fig.1 X-ray diffraction pattern of V6O13 film. 
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